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1.緒言 

多層型の有機 EL は発光層と正孔輸送層など機能分離した薄膜の積層構造により構成されている．

特にN, N'−Di(1−naphthyl)−N, N'− diphenylbenzidine（α−NPD）は有機 ELの正孔輸送材料として一般的

に使用されており，通常は真空蒸着法により薄膜形成がなされている．しかしながら，真空蒸着法で

は，高品質な薄膜が得られる一方で，真空チャンバー内に材料が飛散するため，原材料の使用効率が

悪く，また加熱による輻射熱が発生するため高分子基板への成膜が難しいなどの課題が存在している．

一方，ミストデポジション法は原料となる半導体材料を適切な溶媒を選択して溶液化し，超音波によ

って霧化して基板に吹付ける手法で，大面積に対応したロール toロールプロセスに適した成膜手法で

ある．本研究では有機 EL や有機太陽電池などの大面積プロセスを想定し，ミストデポジション法に

よる α-NPD薄膜の成膜を検討した．特に有機 ELや有機太陽電池では，発光層や電極などのヘテロ接

合部の特性が，駆動電圧や発光効率などのデバイスの特性に影響を与えることから，薄膜形成過程に

おいて，表面のモフォロジー制御に着目し成膜を検討した．  

2.実験及び結果 

 有機溶媒に α-NPDを溶解したものを原料溶液として使用し，成膜温度は 140℃および，キャリ 

アガス(N2)の流量を一定として(3.0 l/min)として，希釈ガス(N2)の流量を変化させて，成膜を行った．

なお，スキャン回数は 50回とした．得られた薄膜に対し，紫外可視分光法（UV-visスペクトル）お

よび蛍光スペクトルの測定を行った．図1および図2に吸収および蛍光スペクトルの測定結果を示す．

図より明らかなように希釈ガスの流量を 5.0l/minとした場合，吸収および蛍光は最大となった．また，

レーザー顕微鏡(×100)を用いて表面の観察を行ったところ，希釈ガスの流量を多くして，ミストガス

の吹付け速度を大きくすると，薄膜の表面に形成される液痕のサイズおよび形状が変化していること

が明らかとなった．発表では更に詳細な検討を行った結果を報告する． 

 

           

Fig.1 UV-vis spectrum.                 Fig. 2 Photoluminescence spectrum 

 

Fig.3 Laser-microscope observation of the surface (×100). 
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